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Oczyszczacz powietrza z technologig Plasmacluster

z trybem Clean lon Shower

Unikalne potaczenie technologii oczyszczania powietrza firmy Sharp
System filtrow + generator jondw Plasmacluster

Plasmacluster
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FZ-F30HFE

Filtr HEPA

FZ-F30DFE

Filtr pochtaniajacy zapachy

sharphome.eu

Gtéwne cechy i funkcje

Wychwytuje kurz - Filtr wstepny wychwytuje kurziinne
duze unoszace sie w powietrzu czasteczki

Zmniejsza ilos¢ przykrych zapachéw - Filtr pochtaniajacy
przykre zapachy pochtania wiele powszechnie
wystepujacych w gospodarstwach domowych zapachéw
Zmniejsza ilos¢ pytkow i plesni - Filtr HEPA zatrzymuje
99,97% czasteczek o wielkosci rzedu 0,3 mikrona. (JEM1467)
Odswieza - Jony Plasmacluster oczyszczaja powietrze w
sposob podobny do tego, jak ma to miejsce w srodowisku
naturalnym, gdzie emitowana jest jednakowa liczba jondw
dodatnich i ujemnych

Tryb: Clean lon Shower

Predkos$¢ wentylatora: Max / Med / Sleep

Wytacznik czasowy

Wtaczenie / wytaczenie pod$wietlenia

Auto Restart

Gtéwne parametry

Zalecana powierzchnia pomieszczenia [m?]: 22

Zalecana powierzchnia pomieszczenia, w ktérym mozna
uzyskac wysoka koncentracje jonéw Plasmacluster [m?]: 16
Predkos$¢ wentylatora (max/med/low) [m?/h]: 180 /120 / 60
Poziom hatasu (max/med/low) [dBAJ: 44 /36 / 23

Moc znamionowa (max/med/low) [W]: 50 /30 /13

Pobor mocy w trybie czuwania [W]: 0.6

Zywotno$¢ filtréw: do 2 lat

Wskaznik wymiany filtra

Wskaznik predko$ci wentylatora

Timer [h]: OFF (4/8h)

Waga urzadzenia [kg]: 4.2

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) [mm]: 411 x 431 x 211

EAN: 4974019152394

SHARP

Be Original.
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Plasmacluster

Oczyszczaj powietrze jonami wystepujacymi w naturze
Technologia Plasmacluster - tylko od firmy SHARP
Plasmacluster to dodatnie i ujemne jony, ktore wystepuja w sposob naturalny.

Skuteczno$¢ jondw Plasmacluster zostata potwierdzona w testach, dzieki czemu technologia ta jest
wykorzystywana w co raz wiekszej liczbie zastosowan biznesowych i prywatnych. Technologia Plasmacluster

pozwala uzyskac naturalne i bezpieczne powietrze. Ta wyjatkowa technologia od Sharp wykorzystuje moc natury.

Oryginalna technologia SHARP

Wytadowania plazmy wytwarzaja i emituja dodatnie i ujemne
jony, ktére wystepuja w sposéb naturalny w przyrodzie.
Technologia Plasmacluster to oryginalne rozwigzanie Sharp
oczyszczajace powietrze pozwalajace usunac unoszace sie

w atmosferze zarodniki plesni i wirusy.

Zwyciezca konkursu 2008 Invention
Prize Ceremonie wreczania narodowych
nagréd za wynalazki przeprowadzit
Japonski Instytut Wynalazczosci

i Innowacyjnosci (JIl)

Opatentowane przez Sharp (numer patentu 3680121)

Potwierdzone bezpieczenstwo

Laboratoria testowe pracujace zgodnie z norma GLP* zebraty
wiarygodne dane potwierdzajace bezpieczeAstwo technologii
Plasmacluster.

* GLP (dobre praktyki laboratoryjne) to system zarzadzania urzadzeniami
testujgcymi i procedurami testowymi majacymina celu zapewnienie
bezpieczenstwa chemicznego przeprowadzanych testow. Instytucja testujaca:
LSI'Medience Corporation

Cel Nazwa testu Ustawienie
(skrocona) stezenia jonow

Podraznienie skéry | Ostre podraznienie Ok.1000000
(warunki ogblne) skory / reakcja zraca jonéw/cm?

Podraznienie oczu Ostre podraznienie Ok. 13000000
(warunki ogélne) oczu / reakcja Zzraca jondw/cm’

Toksyczny wptyw na

Toksyczny wptyw na | oddychanie (ocena Ok. 7000000

geny (warunki ogolne) | wptywu genetycznego jondéw/cm?
na tkanke ptucna)

Toksyczny wptyw Toksyczny wptyw na Ok. 7000000
na ciato i narzady ; o 3
(warunki ogélne) oddychanie jonoéw/cm

Toksyczny wptyw na

s oy Toksyczny wp{yvv na O_k. 7/000 0(20

(warunki ogolne) oddychanie jonow/cm?

Takie same bezpieczne jony, ktore wystepuja

w naturze

Bezpieczenstwo jonéw Plasmacluster zostato zweryfikowane,
dlatego mozna je wykorzystywac nawet w wysokim stezeniu.
Dzieki wiekszej ilosci jonéw dodatnich i ujemnych, nawet

niz w lesie, technologia Plasmacluster skutecznie wytwarza
przyjazna atmosfere.

Liczbajondw ¥ i = na 1 cm®podczas pomiaru w $rodku
pomieszczenia (na wysokosci 1,2 m nad podtoga)
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Kurz domowy
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Poniewaz dzieci maja stabszy uktad odpornosciowy niz

dorosli, wazne jest zapewnienie czystego powietrza. Oprécz
widocznych zanieczyszczen, takich jak kurz i siers¢ zwierzat

domowych, wirusy i roztocza pozostaja ukryte.
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Tryb lon Shower Plasmacluster o duzej gestosci

skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniu
Wygodne funkcje:

» Funkcja timera (4 / 8h)

» Wskaznik wymiany filtra

Niezawodny zaokraglony ksztatt, nawet gdy w domu sa
mate dzieci

USUWANIE

Jony Plasmacluster eliminuja
elektrycznosc statyczna.
Istnieja dwa rodzaje tadunkéw
elektrostatycznych: dodatni

i ujemny. Jony ujemne moga
redukowac tylko tadunek
dodatni.

Tkaniny, sciany i meble

tadunek dodatni
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Jony Plasmacluster o tadunku dodatnim i ujemnym redukuja zaréwno dodatnia,
jak i ujemna elektrycznosc statyczna.

PRZECHWYTYWANIE

Silny nadmuch powietrza i
wyjatkowy system cyrkulacji
szybko i skutecznie przechwytuja
kurz i inne czasteczki

Silny nadmuch powietrza i wyjatkowy system cyrkulacji szybko i skutecznie
przechwytuja kurziinne czasteczki

Technologia Plasmacluster pozwala na eliminowanie
elektrycznosci statycznej, dzieki czemu zapobiega
przyleganiu kurzu do $cian i innych powierzchni.

poziomach pomieszczenia i jeszcze wydajniejsze czyszczenie.

POCHEANIANIE
Filtry o wysokiej wydajnosci
pochtaniaja unoszace sie w
powietrzu czasteczki kurzu

Usuwanie mikroskopijnych czasteczek, w tym
wiruséw o rozmiarze 0,3 mikrona i alergenéw w kurzu

Pochtaniajacy kurz filtr HEPA @@) @ @

Bez wymiany przez 2 lata*
*Przy wypalaniu pieciu papierosow dziennie

Przechwytywanie mikrosko-

pijnych czasteczek kurzu

Filtr wstepny o mikroporowatej
strukturze na tylnym panelu
Nie ma potrzeby wymieniania
tatwa konserwacja: wystarczy po

prostu przetrze¢

filtr bez odtaczania go.
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Programy i funkcje (podsumowanie)

Plasmacluster - Potwierdzona Certyfikatami metoda nasycania powietrza ciezkimi aerojonami (eliminacja
wiruséw, bakterii, alergenow | grzybdw). Naturalny system oczyszczania powietrza. Skutecznos¢ tych wyjatkowych
rozwigzan wynalezionych przez firme Sharp w 2000 roku udowodniono dzieki ponad 90 patentom.

Zatwierdzone przez organizacje British Allergy Foundation - Organizacja British Allergy Foundation przetestowata
oczyszczacze powietrza Sharp serii KI, KC i FU z technologia Plasmacluster i potwierdzita, ze alergeny unoszace sie
w powietrzu, w tym odchody i pozostatosci roztoczy domowych, zostaty przez nie usuniete.

Auto Restart - W przypadku utraty zasilania po jego przywréceniu urzadzenie podejmie prace w ostatnim zapamietanym trybie.

Tryb Clean lon Shower - Urzadzenie uwalnia do otoczenia jony Plasmacluster o wysokim stezeniu i emituje silny strumien
powietrza przez 60 minut. Po zakorczeniu pracy urzadzenie wréci do poprzedniego trybu.

Tryb Sleep - Oczyszczacz pracuje bardzo cicho z niska predkoscia wentylatora.

Wytacznik czasowy - Ustaw zadany czas pracy oczyszczacza. Po osiagnieciu ustawionego czasu urzadzenie zostanie
automatycznie zatrzymane.

Regulacja jasnosci wskaznikow - Mozesz wytaczy¢ $wiecacy wskaznik Plasmacluster lon.



